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Introduccioén:
Oxyfluorfen (cloro-a,a,a-trifluor-p-tolil-(3-etoxi-4-nitrofenil) éter, (OXF)) es un herbicida
con nucleo difenil éter y es utilizado para el control de monocotiledéneas y malezas de
hoja ancha en soja, girasol, mani, citricos, etc. el mismo requiere de la presencia de
luz para exhibir actividad fitotdxica. Es considerado muy téxico para los organismos
acuaticos y su solubilidad en agua es de 0,1 mg/L. Todos estos antecedentes
acrecientan el interés por el estudio de la degradaciéon de OXF mediante procesos
Fenton y FotoFenton, orientados al tratamiento de efluentes previo a su incorporacion
al medioambiente, lo que ha constituido el objetivo central de este trabajo. Uno de los
inconvenientes de estos procesos es su aplicacion a sustancias poco solubles en agua
como es el caso de OXF. Para subsanar este inconveniente y no utilizar medios con
solventes organicos, se realizaron estudios de solubilidad en solucion acuosa de
Hidroxipropil beta ciclodextrina (HP-B-CD), para poder utilizarlo como medio de
disolucion de OXF en los procesos de degradacion.

Resultados y Conclusiones

Los estudios de solubilidad dieron como resultado que OXF se asocia a la HP-p-CD
(1:1) con un valor de Kas igual a (210 + 10) M"." Con respecto a las experiencias de
fotdlisis directa y FotoFenton se realizaron utilizando un reactor Rayonet con 12
lamparas de 12 W cada una, con emision a 364 nm. La reaccidon se monitoreo
mediante HPLC con detector UV. La k” de descomposicion de OXF, es de orden cero
en FotoFenton y pseudo primer orden para la fotdlisis a 364 nm. Con respecto al
proceso Fenton no se observaron cambios en la concentracion de OXF en un periodo
de 8 horas. De las

. . Parametros FotoFenton Fotélisis a 364 nm
eXp_e“enC|aS [OXF1p=31 uM; [Fe*?,=50 [OXF]o=31 uM
reahzaplas se puede uM, [H20:10=10 mM, [HP- | vy [HP-B-CD];=37 mM
concluir que OXF se B-CDJo =37 mM y pH =3
degrada con mayor | k' (9,8 +0,5)-10" M min” 0,0061 + 0,0004 min™
eficiencia  por el | % de conversion 93 76
proceso de | tde reaccion (min) 30 225

FotoFenton?. La utilizacion de HP-B-CD en los procesos, hace que se amigable con el
medio ambiente al no utilizar medios con solventes organicos y agua.
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